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【はじめに】CaF2はレンズや窓材、リソグラフィーのステッパー用レンズとして大口径単

結晶が使われてきた。最近では、グラフェンやグラフェン半導体用として(111)基板が注目

されている[1]。レンズ用は主に＜100＞方位で作成されているが、今回、＜111＞引上げ方

位の直径 6 インチ CaF2を作成し、サファイア等と同様の加工法により基板へ加工後、各特

性について調べたので報告する。 

【実験方法】CaF2単結晶は、以前に大口径 MgF2、

LiCAFを報告[2]した二重坩堝式 CZ法による抵抗加

熱装置を用いて作成した。結晶は、純度 4Nの原料と

カーボン製の二重坩堝を用い、Ar雰囲気中にて成長

速度 3～4mm/h、結晶回転速度 6～10rpm、引上げ方

位＜111＞で作成し、比較のため引上げ方位＜100＞

も行った。作成した結晶は CF4雰囲気中にて最高温

度 1150℃で約 10日間アニールした後、ワイヤーソー

によりウエハ切断し、研磨加工した。加工したウエ

ハの反り、表面構造、XRT、XRCなど評価を行った。 

【実験結果】CZ法により作成した＜111＞引上げ直径 6

インチ CaF2単結晶を図 1に示す。＜100＞引上げと同

様透明であり、光学的評価により高品質が確認され

た。インゴットから直径 2 インチ、4インチ、6インチ

のウエハをそれぞれ切り出し、エピレディ研磨した

後、反り等をサファイア品と比較した。加工したウエ

ハの AFMにより測定された表面画像を図 2に示す。

Ra=0.24nmでサファイア並であった。直径 4 インチの

ウエハについては XRT 測定により転位の観察を行っ

た。また、Ar・H2混合ガス雰囲気中で 1000℃以上の条

件下での HF 発生等、反応テストを行った結果や、グラ

フェン作成についても報告する。 
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図 1 直径 6 インチ CaF2単結晶 

図 2 AFMによる基板表面画像 
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